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(54) QUY TRÌNH SẢN XUẤT CHIP LỌC VI LƯU TRÊN ĐẾ SILIC VÀ CHIP LỌC VI 
LƯU ĐƯỢC SẢN XUẤT BẰNG QUY TRÌNH NÀY

(57)  Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất chip lọc vi lưu trên đế silic bằng phương pháp 
khắc sâu (Deep reactive ion etching - DRIE) sử dụng ion phản ứng với bề mặt đế silic và 
kết nối đế silic với nắp mica phía trên. Quy trình này bao gồm các bước: chuẩn bị nguyên 
vật liệu; làm sạch đế silic để loại bỏ các tạp chất; quang khắc và phún xạ tạo lớp màng 
mỏng bạc đóng vai trò là lớp mặt nạ cho bước khắc sâu; khắc sâu mặt đế silic bằng thiết bị 
khắc sâu ion phản ứng; kết nối mặt đế silic với nắp mica phía trên và ống dẫn chất lưu. 
Sáng chế cũng đề cập đến chip lọc vi lưu thu được từ quy trình nêu trên, trong đó chip này 
thích hợp để lọc vi hạt có kích thước nhỏ hơn 25 μm.
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